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3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
  ความล้ําหนาของเทคโนโลยีของสารกึ่งตัวนําสงผลใหบริษัทผูผลิตสารไวแสงสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑหลากหลายชนดิขึน้มาเพื่อนําไปใชในการออกแบบแผงวงจรบนแผนซิลิกอนเวฟอร (silicon 
wafer) ที่มีขนาดเล็ก  สารไวแสง (photoresist) จะประกอบดวยพอลิเมอรที่ไวตอแสงซึ่งถูกวางไวบน
ซิลิกอนเวเฟอร   รายละเอียดของการทําสารไวแสงนัน้ไดอธิบายไวในบทความนี้    ดวยขอจํากัดมากมาย
ของเทคโนโลยีพอลิเมอรที่เปนสารอินทรียทําใหซิลิกอนพอลิเมอรไดรับความนิยมมากขึ้น  และความ
ตองการดานการเคลือบเพื่อตานการสะทอนก็เพิ่มมากขึน้ดวยเมื่อขนาดของแผงวงจรมีขนาดเล็กลง   
เทคนิคการทําสารไวแสงนี้ไดอาศัยวิธีการที่เรียกวา immersion lithography ซ่ึงเปนเทคโนโลยลีาสุดที่
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนําไดนํามาใชและกําลังเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับผูผลิตสารไวแสงที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑออกสูทองตลาดในอนาคตอันใกลนี้        


